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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに対向する第１基板及び第２基板と、
　前記第１及び第２基板上に画素領域が規定されており、該第１及び第２基板の間に形成
された液晶層と、
　前記第１基板及び第２基板のうち表示面の反対側である第２基板の背面側、すなわち前
記液晶層に対して前記基板の反対表面側から所定深さで形成された、不良画素領域におけ
るマイクロホールと、
　前記マイクロホールの内部における、前記マイクロホールの深さより小さい厚さで前記
液晶層と近い底部にだけ充填された非透明物質と、
　前記マイクロホールの残りの空間に前記非透明物質上より厚く充填された透明物質と、
を含んで構成され、
　前記透明物質の側面に前記非透明物質は未形成であることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記非透明物質は、前記マイクロホールが形成されている前記画素領域のカラーフィル
タ層と同じ色相であることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記非透明物質は、前記マイクロホールが形成されている前記画素領域と同じ物質から
なることを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
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　前記非透明物質及び前記透明物質は、光硬化性樹脂であることを特徴とする請求項３に
記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記マイクロホールの深みは前記第２基板の厚さの半分程度であることを特徴とする請
求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記第２基板の厚さは０．５～０．７ｍｍで、前記マイクロホールの深みは０．０５～
０．２ｍｍであることを特徴とする請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記第１基板の上面及び前記第２基板の背面には、第１偏光板及び第２偏光板がそれぞ
れ付着されることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記マイクロホールが、前記第２基板の背面に付着される前記第２偏光板を貫通するこ
とを特徴とする請求項７に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記マイクロホールが、前記不良画素領域に相応する大きさで形成されることを特徴と
する請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記マイクロホールは、前記不良画素領域における異物が存在する領域に相応するよう
に、画素領域の部分的な大きさで形成されることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示
装置。
【請求項１１】
　前記液晶パネルの不良発生点を検出する段階と、
　前記不良発生点が検出された部分において、前記液晶パネルをなす第１基板及び第２基
板のうち表示面の反対側である第２基板の背面側から、所定深さの少なくとも一つのマイ
クロホールを形成する段階と、
　前記マイクロホールの底部にまで入る管の長いノズルを用いて、前記マイクロホール内
に前記マイクロホールの深さより小さい厚さで前記液晶層と近い底部にだけ、非透明物質
を充填する段階と、
　前記非透明物質を硬化させる段階と、
　前記マイクロホールの残りの空間に前記非透明物質上より厚く透明物質を充填する段階
と、
　前記透明物質を硬化させる段階と、
　を含んで構成され、
　前記透明物質の側面に前記非透明物質は未形成であることを特徴とする液晶表示装置の
製造方法。
【請求項１２】
　前記非透明物質は、前記マイクロホールが形成されている前記画素領域と同じカラーフ
ィルタからなる請求項１１に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記非透明物質を硬化させる段階と、前記透明物質を硬化させる段階のそれぞれでは、
紫外線を照射して行われることを特徴とする請求項１２に記載の液晶表示装置の製造方法
。
【請求項１４】
　前記マイクロホールは、マイクロドリル、ミリングマシン、超音波機器及びレーザーの
うちいずれか一つの機器を用いて形成されることを特徴とする請求項１１に記載の液晶表
示装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記マイクロホールの深みは前記第２基板の厚さの半分程度であることを特徴とする請
求項１１に記載の液晶表示装置の製造方法。
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【請求項１６】
　前記第２基板の厚さは０．５～０．７ｍｍで、前記マイクロホールの深みは０．０５～
０．２ｍｍであることを特徴とする請求項１１に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記マイクロホールは、前記不良発生点が検出された画素領域における異物が存在する
領域に相応するように、画素領域の部分的な大きさで形成されることを特徴とする請求項
１２に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項１８】
　前記マイクロホールのホールの形成する以前段階または次の段階で、前記第１基板の上
面及び前記第２基板の背面にそれぞれ偏光板を付着する段階とを、さらに含んで構成され
ることを特徴とする請求項１２に記載の液晶表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に関するもので、詳しくは、不良発生部位の視感低下を最小化
する液晶表示装置及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近、情報化社会が発展するにつれて、表示装置に対する要求も多様な形態で漸増して
いる。さらに、このような要求に応じて、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉ
ｓｐｌａｙ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＤＰ（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ）、
ＥＬＤ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＶＦＤ（Ｖａｃ
ｕｕｍ　Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　Ｄｉｓｐｌａｙ）などの多様な平板表示装置が研究さ
れつつあり、その一部は、既に多様な装備において表示装置として活用されている。
【０００３】
　上記の平板表示装置のうち、現在、優れた画質、軽量、薄型、低消費電力などの特徴及
び長所により、移動型画像表示装置の用途として、ＣＲＴの代わりにＬＣＤが最も多く用
いられており、ＬＣＤは、ノートブックコンピュータのモニターなどの移動型の用途以外
に、放送信号を受信してディスプレイするテレビ及びコンピュータのモニターなどにも開
発されている。
【０００４】
　上記の液晶表示装置は、一般的な画面表示装置として多様な装置に用いられるために、
軽量、薄型、低消費電力などの特徴を維持しながら、高精細度、高輝度、大面積などの高
品位画像を実現しなければならない。
【０００５】
　以下、従来の液晶表示装置に対し、図面に基づいて説明する。
【０００６】
　図１は、一般的な液晶表示装置を示した分解斜視図である。
【０００７】
　液晶表示装置は、図１に示すように、所定の空間を有して合着された第１基板１及び第
２基板２と、これら第１基板１と第２基板２との間に注入された液晶層３と、から構成さ
れる。
【０００８】
　より具体的に説明すると、前記第１基板１には、画素領域Ｐを定義するために所定の間
隔を有して一方向に配列される複数個のゲートライン４と、該ゲートライン４に垂直な方
向に所定の間隔を有して配列される複数個のデータライン５と、が含まれる。また、前記
各画素領域Ｐには画素電極６が形成され、前記ゲートライン４とデータライン５との交差
部には、前記ゲートライン４に印加される信号によって前記データライン５のデータ信号
を前記各画素電極６に印加する薄膜トランジスタＴが形成される。
【０００９】
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　また、前記第２基板２には、前記画素領域Ｐを除いた部分の光を遮断するためのブラッ
クマトリックス層７が形成され、前記各画素領域に対応する部分には、色相を表現するた
めのＲ、Ｇ、Ｂカラーフィルタ層８が形成され、該カラーフィルタ層８上には、画像を実
現するための共通電極９が形成される。
【００１０】
　上記のような液晶表示装置においては、前記画素電極６と共通電極９との間の電界によ
って前記第１及び第２基板１，２の間に形成された液晶層３の液晶が配向されるが、この
液晶層３の配向程度によって液晶層３を透過する光量を調節することで画像を表現できる
。
【００１１】
　かかる液晶表示装置をＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）モード液晶表示装置と
いう。このＴＮモード液晶表示装置の他に、水平電界を用いた横電界（Ｉｎ-Ｐｌａｎｅ
　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ：ＩＰＳ）モード液晶表示装置が開発された。前記横電界（ＩＰＳ
）モード液晶表示装置においては、第１基板の画素領域に画素電極及び共通電極が所定距
離だけ離隔して平行に形成されることで、前記画素電極と共通電極との間に横電界（水平
電界）が発生し、該横電界によって液晶層が配向される。　
【００１２】
　以下、一般的な液晶表示装置において輝点が観察される原因を察してみる。
【００１３】
　図２は、一般的な液晶表示装置において異物が発生した場合、これをブラック状態で観
察したときの輝点不良を示した平面図で、図３は、図２の輝点不良部及びその隣接画素を
示した断面図である。
【００１４】
　図２及び図３に示すように、ＴＮモードで実現される液晶表示装置は、図１に基づいて
説明したように、互いに対向した第１及び第２基板１，２と、第１基板１の画素領域ごと
に形成された画素電極６と、前記第２基板２の全面に形成された共通電極９と、を含んで
構成される。また、第２基板２上の非画素領域にはブラックマトリックス層７が対応し、
画素領域にはカラーフィルタ層８が対応して形成される。
【００１５】
　上記のように形成されたＴＮモードの液晶表示装置において、画素電極６上部の所定部
位に伝導性の異物２１が残った場合、この伝導性の異物２１が第２基板２の共通電極９と
接するようになり、よって、異物２１に接した第１及び第２基板１，２上の画素電極６及
び共通電極９が互いに導通される。このような伝導性異物２１は、金属や透明電極をエッ
チングする工程後にチャンバー内に残っている残留物として、洗浄後にも除去されず、第
１基板１または第２基板２上に残っている粒子であるか、または、工程中に第１基板１ま
たは第２基板２内に落ちる粒子である。特に、この伝導性異物２１が画素電極６の形成部
位に残る場合、その上下部にある前記共通電極９及び画素電極６を導通させ、伝導性異物
２１が残った該当の画素電極６及び共通電極９は、常にショット状態になるという問題点
があった。
【００１６】
　この場合、一般的にノーマリーホワイトモードで駆動されるＴＮモードの液晶表示装置
においては、前記画素電極６に電圧が印加されるか否かに関係なく、画素電極６の該当部
位が常にホワイト状態を示しており、特に、電圧が印加されるブラック状態の条件では輝
点として観察される。その他に、電気的な短絡や断線によっても輝点が発生する。
【００１７】
　一方、前記異物２１が伝導性でないか、あるいは、前記液晶表示装置がＴＮモードでな
い場合も、前記第１及び第２基板１，２が対向するそれぞれの最上部層に配向膜を形成し
、これをラビングするとき、前記異物２１が残った部位では、他の部位とは異なって配向
処理が円滑に行われず、この異物２１発生部位が光漏れ部位として観察される。液晶表示
装置においては、不均一な配向領域によって光漏れが発生し、この光漏れは、液晶３の光
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透過率を妨害することで輝点として示される。
【００１８】
　一般的に、高いグレー（ホワイト状態）を実現する場合、光漏れによって一領域が暗く
見える部分を暗点といい、低いグレー（ブラック状態）を実現する場合、光漏れによって
一領域が明るく見える部分を輝点という。このとき、人の目は、明るい状態での暗点より
も相対的に暗い状態での輝点に敏感に反応するので、液晶パネルの不良可否を判定すると
き、暗点よりも輝点の不良に一層厳しい基準を与えている。よって、輝点の発生によるパ
ネルの不良率を最小化するための方案が要求されつつある。
【００１９】
　従来の液晶表示装置において第１基板１及び第２基板２の各薄膜に不良が発生すると、
リワーク工程により再び該当の薄膜の蒸着工程を行うか、または、レーザーなどを用いて
該当の部位をリペアする工程を行う。
【００２０】
　しかしながら、上述したリワーク工程またはリペア工程を行うときも、図２及び図３に
示すように、前記第１及び第２基板１，２の間に異物２１が残ってしまうと、異物２１が
残った状態で第１及び第２基板が合着されると、リワークが不可能になり、リペアも容易
でなくなる。例えば、回路上の短絡や断線であっても、レーザーを用いてリペアするとき
にリペアに失敗する場合が多くなる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　上記のような従来の液晶表示装置においては、液晶パネル内部の上下部基板の間に異物
が残っている場合、モードによって程度に差はあるが、前記異物による輝点不良が発生す
る。液晶パネルの製造時、上下部基板を合着する前の各基板のアレイ工程で異物が薄膜上
に残った場合は、該当の薄膜を再び蒸着するリワーク工程を行うか、あるいは、該当の部
位をリペアするなどして異物を除去する。しかし、これら工程を通しても異物が除去され
ないか、あるいは、蒸着後、洗浄工程あるいは工程中に基板側に落ちた異物を残したまま
液晶パネルの上下部基板が合着された場合、これによって発生する輝点不良に対する解決
策が全くない実情である。
【００２２】
　本発明は上記の問題点を解決するためのもので、その目的は、不良が発生している基板
の部位にマイクロホールを形成し、前記マイクロホールの底部に対応する画素領域と類似
の色相を有する非透明物質を形成することで、不良発生部位の視感低下を最小化する液晶
表示装置及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　上記目的を達成するための本発明に係る液晶表示装置は、互いに対向する第１基板及び
第２基板と、前記第１基板上に形成され、互いに交差して画素領域を定義する複数個のゲ
ートライン及びデータラインと、前記第２基板上に前記画素領域を除いた領域に対応して
形成されたブラックマトリックス層と、前記画素領域を含む領域に対応して画素領域別に
所定の色相を表現するカラーフィルタ層と、前記第１及び第２基板の間の形成された液晶
層と、前記画素領域の所定部位に残った異物に対応する第１基板及び第２基板のうち少な
くともいずれか一つの基板の背面側から所定深さ（ｈ１）で形成されたマイクロホールと
、前記マイクロホールの内部に充填された非透明物質と、を含んで構成されることを特徴
とする。
【００２４】
　前記非透明物質は、前記異物が発生した該当の画素領域のカラーフィルタ層と同じ色相
である。
【００２５】
　前記非透明物質は、前記異物が発生した該当の画素のカラーフィルタ層と同じ物質から
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なる。
【００２６】
　前記非透明物質は、光硬化性樹脂である。
【００２７】
　前記非透明物質は、前記マイクロホールの底部から前記マイクロホールの深さより小さ
い厚さ（ｈ２）（このとき、ｈ２＜ｈ１）で充填されて形成される。
【００２８】
　前記マイクロホールの内部における前記非透明物質を除いた領域には、透明物質がさら
に形成される。
【００２９】
　前記透明物質は、透明樹脂である。
【００３０】
　前記透明樹脂は、光硬化性樹脂である。
【００３１】
　前記第１基板及び第２基板の背面には、第１偏光板及び第２偏光板が付着される。
【００３２】
　前記マイクロホールは、前記偏光板の一つを貫通する。
【００３３】
　前記マイクロホールは、前記異物が残った所定の画素領域に相応する大きさで形成され
る。
【００３４】
　前記マイクロホールは、前記異物が発生した部位に相応して前記画素領域の一部の大き
さで形成される。
【００３５】
　また、上記目的を達成するための本発明に係る液晶表示装置の製造方法は、前記液晶パ
ネルの不良発生点を検出する段階と、前記不良発生点が検出された部分において、前記液
晶パネルをなす第１基板及び第２基板のうち少なくとも一つの基板の背面側から所定深さ
のマイクロホールを形成する段階と、前記マイクロホール内に、非透明物質を充填する段
階と、を含んで構成されることを特徴とする。
【００３６】
　前記マイクロホール内に前記非透明物質を充填した後、硬化させる段階をさらに含む。
【００３７】
　前記非透明物質の硬化は、紫外線を照射して行われる。
【００３８】
　前記マイクロホールは、マイクロドリル、ミリングマシン、超音波機器及びレーザーの
うちいずれか一つの機器を用いて、形成する。
【００３９】
　前記非透明物質を前記マイクロホールに充填する段階は、前記マイクロホールの底部に
まで入る管の長いノズルを用いて行われる。
【００４０】
　前記非透明物質は、前記マイクロホールの厚さより小さい厚さで、前記マイクロホール
の底部から形成される。
【００４１】
　前記マイクロホール内部の残りの部位に透明物質を充填する段階をさらに含む。
【００４２】
　また、上記目的を達成するための本発明に係る液晶表示装置の製造方法は、前記第１及
び第２基板の背面にそれぞれ偏光板を付着する段階と、をさらに含んで構成されることを
特徴とする。
【発明の効果】
【００４３】
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　本発明に係る液晶表示装置及びその製造方法には、次のような効果がある。
【００４４】
　文字のように、隣接した画素と明確に区分される部分もあるが、一般的な動映像や画面
駆動中に画面を画素大きさで観察すると、ほとんど隣接した画素と類似した明るさを出し
ながら画素が駆動される。
【００４５】
　本発明は、上記の原理を用いて、輝点を暗点化することなく、隣接画素と類似した色を
帯びるようにする方法を提案する。マイクロホールを用いて輝点あるいは弱輝点部をブロ
ッキングし、輝点を暗点化リペアすることができる。このとき、ブラック顔料を充填した
後、この上部に、異物によって輝点が発生した画素領域の該当のカラーフィルタ層と同じ
色相を出す非透明物質を所定厚さで充填することで、ブラック状態では正面光漏れを完全
にブロッキングしながら、ホワイト状態では側面画素から発散される光を用いて発光する
ことで、リペア部分が視覚的に無欠点化される。
【００４６】
　すなわち、輝点の不良が検出されたとき、輝点発生部にマイクロホールを形成し、この
部分に不良画素と同じ色の顔料を所定厚さだけ充填し、透明顔料で保護してリペアする。
そうすると、ブラック状態では厚い顔料によって光が完全に遮断され、ホワイト状態では
この部分が元の画素と同じ色相のカラーで充填されるので、視感的にブラック顔料のみで
マイクロホールを充填した場合に比べると、リペア処理された部位の識別力が低下し、相
対的に使用者の視感を向上することができる。
【００４７】
　また、液晶パネルに偏光板が付着された状態でも、リペアが可能である。
【００４８】
　その結果、本発明に係る液晶表示装置及びその製造方法は、ブラック状態で輝点が発生
する不良パネルをリペア処理によって良品化することができ、液晶パネルの生産収率を高
められるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４９】
　以下、本発明に係る液晶表示装置及びその製造方法について、添付の図面に基づいて詳
細に説明する。 
【００５０】
　図４は、本発明に係る液晶表示装置を示した断面図である。
【００５１】
　図４に示すように、本発明に係る液晶表示装置は、その内部に異物が残っており、これ
によって輝点不良が誘発される液晶パネルを正常の液晶パネルにリペア処理した液晶表示
装置に関するもので、互いに対向して薄膜トランジスタアレイ及びカラーフィルタアレイ
がそれぞれ形成された第１及び第２基板１００，１１０と、これら第１及び第２基板１０
０，１１０の間に充填された液晶層１３０と、を含んで構成される。また、前記第１及び
第２基板１００，１１０の間の所定部位に異物１２５が残っており、これに対応して、該
当の異物１２５によって発生する輝点に対応する部位の第１基板１００または第２基板１
１０の背面側から、所定深さｈのマイクロホール１２０が形成され、前記マイクロホール
１２０内には、該当の輝点の光の強さに相応して前記輝点をブロッキングするために、そ
の底部に、異物１２５が発生した該当の画素領域のカラーフィルタ層１１２と同じ色相の
非透明物質１２１が形成される。
【００５２】
　前記第１基板１００上に形成される薄膜トランジスタアレイは、互いに交差して画素領
域を定義するゲートライン（図示せず）及びデータライン（図示せず）と、これらゲート
ラインとデータラインとの交差部に形成される薄膜トランジスタと、前記画素領域に形成
される画素電極１０６と、を含む。
【００５３】
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　また、前記第２基板１１０上に形成されたカラーフィルタアレイは、前記画素領域を除
いた領域（ゲートライン、データライン、薄膜トランジスタ形成部）に対応して形成され
るブラックマトリックス層１１１と、画素領域を含む領域に対応して形成されるカラーフ
ィルタ層１１２と、前記第２基板１１０の全面に形成される共通電極１１３と、を含んで
構成される。このとき、前記カラーフィルタ層１１２は、少なくとも画素領域（前記ゲー
トラインとデータラインとの交差部に定義される領域）を含むように対応して形成される
ので、場合によっては、前記ブラックマトリックス層１１１と一部がオーバーラップして
形成されるか、ブラックマトリックス層１１１を完全にオーバーラップして形成される。
【００５４】
　この場合、前記カラーフィルタ層１１２がＲ、Ｇ、Ｂの色相を示すとき、前記異物１２
５が発生した該当の画素領域のカラーフィルタ層１１２の色相がＲである場合は、前記非
透明物質１２１も、Ｒと同じ色相を表現する顔料物質からなり、前記異物１２５が発生し
た該当の画素領域のカラーフィルタ層１１２の色相がＧである場合は、前記非透明物質１
２１も、Ｇと同じ色相を表現する顔料物質からなり、前記異物１２５が発生した該当の画
素領域のカラーフィルタ層１１２の色相がＢである場合は、前記非透明物質１２１も、B
と同じ色相を表現する物質からなる。ここで、前記非透明物質１２１は、前記異物１２５
が発生した該当の画素領域のカラーフィルタ層１１２と同じ顔料物質からなるか、あるい
は、同一ではないが、同じ色相で表現可能な物質からなる。
【００５５】
　また、前記非透明物質１２１は、前記マイクロホール１２０の内部に全て充填するか、
あるいは、図４に示すように、前記マイクロホール１２０の底部から一部厚さのみを充填
した後、残りのマイクロホール１２０の内部に透明物質１２２を形成することもできる。
後者の場合、前者の場合よりも側面に入射される光の透過性が良いので、異物が発生する
画素領域と隣接する各画素領域で、異物が発生した画素領域のカラーフィルタ層１１２の
色相干渉が引き起こされることを防止でき、隣接する各画素領域が正常の各画素領域に比
べ、相対的に輝度が落ちる現象が発生しなくなる。このとき、前記非透明物質１２１が充
填された厚さは、前記異物１２５部位を通過する正面光を充分に遮断できる程度の厚さに
する。
【００５６】
　上記のように、前記異物発生部位の該当の画素領域に形成されるカラーフィルタ層１１
２の色相と同じ色相の非透明物質１２１を形成することで、低いグレー（ブラック状態）
を実現する場合は、前記異物１２５の対応部位が前記非透明物質１２１の厚さにより下部
からの透過光が遮断されて暗く見え、高いグレー（ホワイト状態）を実現する場合は、該
当の画素領域のカラーフィルタ層１１２の色相として観察され、異物部位の視感認知が小
さくなる。その結果、非透明物質１２１を含む本発明に係る液晶表示装置は、上記に比べ
て著しい視感向上を得られる。
【００５７】
　本発明に係る液晶表示装置のように、異物が発生した該当画素のカラーフィルタ層の色
相でマイクロホールの底部を充填すると、該当の画素領域は、ブラック状態では光を正常
に遮断し、ホワイト状態では正常駆動と類似した効果を得られるので、異物による輝点不
良を解消できる。
【００５８】
　ここで、前記マイクロホール１２０に充填される非透明物質１２１及び透明物質１２２
は、前記マイクロホール１２０に充填されるときは液状の樹脂であるが、所定の処理を通
して硬化される。この場合、前記非透明物質１２１が完全に硬化された後、前記透明物質
１２２が充填され、前記透明物質１２２が完全に硬化された後、偏光板１４２（図５を参
照）の付着が行われる。一方、前記非透明物質１２１及び前記透明物質１２２は、例えば
、光硬化性樹脂であり、硬化段階で紫外線を所定時間の間所定強さで照射することで硬化
が行われる。
【００５９】
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　図４に示した液晶表示装置は、ＴＮモードに関するもので、本発明の異物に対応する部
位にマイクロホールが形成され、このマイクロホールの内部に、非透明物質（及び透明物
質）が充填された構造は、ＩＰＳモードなどのその他のモードでも適用可能である。
【００６０】
　この場合、ＩＰＳモードの液晶表示装置は、前記第１基板１００の画素領域に画素電極
及び共通電極が交互に形成され、前記第２基板の共通電極１１３の代りにオーバーコート
層が形成された点を除けば、上述したＴＮモードの液晶表示装置の構造と類似している。
【００６１】
　図５は、本発明に係る液晶表示装置に偏光板を適用したときの断面図である。
【００６２】
　図５では、図４のように製造した本発明に係る液晶表示装置をなす第２基板１１０及び
第１基板１００の背面に、第１及び第２偏光板１４１，１４２をそれぞれ付着する。
【００６３】
　前記第１及び第２偏光板１４１，１４２を第２基板１１０、第１基板１００の背面に付
着した後、その底部から非透明物質１２１及び透明物質１２２が積層されて充填された前
記マイクロホール１２０の形成部位にも、前記第２偏光板１４２が付着される。
【００６４】
　以下、図４に基づいて説明した本発明に係る液晶表示装置の製造方法を説明する。
【００６５】
　図６Ａ乃至図６Ｆは、本発明に係る液晶表示装置の製造方法を示した工程断面図である
。
【００６６】
　図６Ａに示すように、互いに対向して薄膜トランジスタアレイ及びカラーフィルタアレ
イがそれぞれ形成された第１及び第２基板１００，１１０と、これら第１及び第２基板１
００，１１０の間に充填された液晶層１３０と、を含んで構成される液晶パネルを準備す
る。ここで、前記液晶パネル内の薄膜トランジスタアレイ及びカラーフィルタアレイをな
す構成要素は、液晶表示装置がＴＮモードであるか、IＰＳモードであるかによって異な
り、図示された図面ではＴＮモードを基準にして説明する。
【００６７】
　図６Ａに示すように、前記第１基板１００上には、各画素領域に対応して画素電極１０
６が形成され、前記第２基板１１０上には、各画素領域を除いた領域に対応するブラック
マトリックス層１１１と、各画素領域を含む各領域に対応するカラーフィルタ層１１２と
、第２基板１１０の全面に形成される共通電極１１３と、が形成される。
【００６８】
　上記のように形成された液晶パネルは、画素電極１０６及び共通電極１１３にそれぞれ
電圧信号を印加し、ブラック状態（この場合、前記液晶パネルはノーマリーホワイトモー
ドで、電圧印加時にブラック状態を示す）の条件を与え、液晶パネルで異物１２５による
輝点の発生部位を検査する。
【００６９】
　図６Ａに示した液晶パネルは、反転された状態を示したもので、輝点による異物の検査
後、マイクロホール１２０（図６Ｂを参照）を形成しようとする基板（図面では、第１基
板１００）面を上側にして示したものである。図６Ａでは、マイクロホールを第１基板１
００、すなわち、第１基板１００の背面から形成するために上記のように反転を行った。
この場合、液晶パネルを反転せずに、上側となる第２基板１１０上に、前記異物１２５部
位に対応してマイクロホールの形成工程を行うことも可能である。
【００７０】
　このマイクロホール１２０は、前記異物１２５が残った所定の画素領域に相応する大き
さで形成されるか、あるいは、前記異物１２５の発生部位のみに相応して前記画素領域の
一部大きさで形成される。
【００７１】
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　前記異物１２５の発生部位は、電圧を印加してブラック状態の条件を与え、液晶パネル
の輝点を検査する検査工程で輝点として観察される部位であり、以下のリペア工程は、前
記異物１２５の発生部位に対して行われる。
【００７２】
　次いで、図６Ｂに示すように、前記第１基板１００の背面側から異物１２５に対応する
部位を、マイクロドリル１５０を用いて、前記異物１２５によって誘発される輝点の発生
部位を含める程度の幅及び所定の深さで穿孔することで、マイクロホール１２０を形成す
る。
【００７３】
　マイクロホール１２０は、上述したマイクロドリル１５０のみならず、ミリングマシン
、あるいは、レーザーや超音波機械を用いて、前記第１基板１００の背面から所定の深さ
だけ穿孔して形成する。この場合、マイクロホール１２０は、マイクロドリルを用いた場
合は、前記マイクロドリルの移動方向が垂直方向であり、マイクロドリリングを行った後
のマイクロホールの断面形状が円状に近くなり、ミリングマシンを用いた場合は、前記ミ
リングの移動方向が上下、左右、前後方向であり、その断面形状を任意に指定可能である
。その他に、レーザーや超音波機器を用いた場合は、照射あるいは投射領域及び強さによ
って厚さ及び形状が決定される。前記第１基板１００の厚さが０．５～０．７mmである場
合、前記マイクロホール１２０の厚さは、前記第１基板１００の厚さの半分ほど、あるい
は、その前後にする。例えば、前記マイクロホール１２０側で残った第１基板１００の厚
さは、約０．０５～０．２mmであることが好ましい。このとき、前記マイクロホール１２
０は、前記第１基板１００の下部側にバックライトユニット（図示せず）が位置する場合
、正面の他に側面に抜け出る光量を勘案し、その厚さ及び幅を調節して形成する。
【００７４】
　図６Ｃに示すように、前記マイクロホール１２０内には、前記マイクロホール１２０の
内部に管が入ってくる第１ノズル１６０を用いて、前記マイクロホール１２０の内部に、
該当の異物１２５によって発生する輝点を遮られる程度の厚さで、前記異物１２５が発生
した画素領域の該当のカラーフィルタ層１１２と同じ色相の物質１２１ａを充填する。こ
の場合、前記異物１２５発生部の該当のカラーフィルタ層１１２と同じ色相の物質１２１
ａは、液状で光硬化性を有する物質であり、例えば、顔料物質が考慮される。このとき、
前記異物１２５発生部の該当のカラーフィルタ層１１２と同じ色相の物質１２１ａを充填
するときは、可能な限り第１ノズル１６０の管が前記マイクロホール１２０の底部まで入
るようにし、前記マイクロホール１２０の底部から気泡や空洞が発生することなく、前記
異物１２５による輝点を充分に遮光できる程度の厚さで該当のカラーフィルタ層１１２と
同じ色相の液状物質１２１ａを形成する。前記マイクロホール１２０の内部に、前記異物
１２５発生部の該当のカラーフィルタ層１１２と同じ色相の物質１２１ａの噴射が完了し
た後は、前記第１ノズル１６０の管を前記マイクロホール１２０から取り出す。
【００７５】
　一方、前記第１ノズル１６０の管が前記マイクロホール１２０の底部近くに入ってくる
と、特に、前記異物１２５発生部の該当のカラーフィルタ層１１２と同じ色相の物質１２
１ａを形成した後で別途の透明物質を充填するとき（図６Ｅを参照）、前記透明物質が充
填される前記マイクロホール１２０内部の壁面に前記物質１２１ａが残らなくなり、前記
透明物質を経て側面を透過する透過光は、小さい遮断率で上部に伝達される。
【００７６】
　そして、前記マイクロホール１２０の底部に該当のカラーフィルタ層１１２と同じ色相
の物質１２１ａを形成するとき、前記第１ノズル１６０の代わりに、インクジェット装備
を用いて前記マイクロホール１２０内に直接ドッティング（ｄｏｔｔｉｎｇ）する方式も
適用される。また、スプレーを用いて、前記マイクロホール１２０の底部に該当のカラー
フィルタ１１２と同じ色相の物質１２１ａを形成することもできる。さらに、スプレーま
たはノズルを用いて、前記マイクロホール１２０の入口に該当のカラーフィルタ層１１２
と同じ色相の物質１２１ａを噴射した後、前記マイクロホール１２０を含む該当の基板の
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周辺部に真空キャップ（図示せず）を被せ、前記マイクロホール１２０内で発生する気圧
差により該当の物質１２１ａをマイクロホール１２０の底部にまで充填することもできる
。
【００７７】
　図６Ｄに示すように、第１紫外線ランプ１７０を通して前記マイクロホール１２０の内
部に充填された物質１２１ａを硬化させ、硬化された非透明物質１２１を形成する。この
硬化工程によると、前記物質１２１ａが液状で残っている場合、反転や移動などで前記マ
イクロホール１２０に充填された物質が外部に抜け出るか、その後に形成される透明物質
１２２と混合されて適切な輝点遮断効率が低下することを防止できる。
【００７８】
　図６Ｅに示すように、前記マイクロホール１２０内には、前記マイクロホール１２０の
内部に管が入る第２ノズル１８０を用いて、前記マイクロホール１２０内部の前記非透明
物質１２１が形成されてない残りの領域に透明な物質１２２ａを充填する。この場合、前
記透明な物質１２２ａは、液状で光硬化性を有する物質であり、例えば、透明な顔料物質
が考慮される。このとき、前記第２ノズル１８０の管は、前記第１ノズル１６０に比べ、
前記マイクロホール１２０の底部にまで入る必要がなく、前記マイクロホール１２０の内
部に対応するだけで、前記第２ノズル１８０の管を通して透明な物質１２２ａが適切に流
れ、前記マイクロホール１２０の内部に充填される。前記透明な物質１２２ａを充填する
ときは、速度及び量などを適切に調節し、気泡や空洞を発生することなく、透明な物質１
２２ａを非透明物質１２１を除いた残りの部位に充填する。
【００７９】
　次いで、前記マイクロホール１２０内部において前記透明な物質１２２ａの噴射を完了
した後、前記第２ノズル１８０の管を前記マイクロホール１２０から取り出す。
【００８０】
　一方、上述したように、前記マイクロホール１２０内に前記透明な物質１２２ａを形成
するとき、前記第２ノズル１８０の代りに、インクジェット装備を用いて前記マイクロホ
ー１２０内に直接ドッティングする方式も適用される。
【００８１】
　図６Ｆに示すように、第２紫外線ランプ１９０を通して前記マイクロホール１２０の内
部に充填された物質１２２ａを硬化させ、硬化された透明な物質１２２を形成する。この
硬化工程によると、前記透明な物質１２２ａが液状で残っている場合、反転や移動などで
前記マイクロホール１２０に充填された物質が外部に抜け出ることを防止でき、液晶表示
装置の完成後、透明な物質１２２の形成部で側面光の透過が正常に行われる。
【００８２】
　ここで、図６Ｄ及び図６Ｆの硬化工程で用いられる第１及び第２紫外線ランプ１７０，
１９０は、同じ装備として用いてもよい。
【００８３】
　上述したように、リペア工程を完了した後、前記液晶パネルの第１及び第２基板１００
，１１０の背面には、第１偏光板および第２偏光板（図示せず）を付着する工程をさらに
行える。
【００８４】
　以下、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法に対し、図面に基づいて説
明する。
【００８５】
　図７は、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を示した工程断面図であ
る。
【００８６】
　本発明の他の実施形態に係るリペア工程が行われた液晶表示装置は、リペア処理が偏光
板の形成後に行われたことを示す。
【００８７】
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　図７に示すように、本発明に係る液晶表示装置の製造方法は、次のように行われる。
【００８８】
　まず、図６Ａに示すように、互いに対向して薄膜トランジスタアレイ及びカラーフィル
タアレイがそれぞれ形成された第１及び第２基板１００，１１０と、これら第１及び第２
基板１００，１１０の間に充填された液晶層１３０と、を含んで構成された液晶パネルを
準備する。ここで、前記液晶パネル内の薄膜トランジスタアレイ及びカラーフィルタアレ
イをなす構成要素は、液晶表示装置がＴＮモードであるか、ＩＰＳモードであるかによっ
て異なり、図示された図面ではＴＮモードを基準にして説明する。
【００８９】
　図６Ａに示すように、前記第１基板１００上には、各画素領域に対応して画素電極１０
６が形成され、前記第２基板１１０上には、各画素領域を除いた領域に対応するブラック
マトリックス層１１１と、各画素領域を含む各領域に対応するカラーフィルタ層１１２と
、第２基板１１０の全面に形成される共通電極１１３と、が形成されている。
【００９０】
　次いで、前記第１基板１００及び第２基板１１０の背面には、それぞれ偏光板１４２，
１４１を付着する。
【００９１】
　次いで、前記液晶パネル内において所定の画素領域内の異物による輝点を検出する。こ
の輝点検出方法は、前記画素電極１０６及び共通電極１１３にそれぞれ電圧信号を印加し
、ブラック状態（この場合、前記液晶パネルは、ノーマリーホワイトモードで、電圧印加
時にブラック状態を示す）の条件を与え、液晶パネルで異物１２５による輝点の発生部位
を検査する。
【００９２】
　前記異物１２５の発生部位は、電圧を印加してブラック状態の条件を与え、液晶パネル
の輝点を検査する検査工程で輝点として観察される部位であり、以下のリペア工程は、前
記異物１２５の発生部位に対して行われる。
【００９３】
　次いで、前記異物１２５の発生部位に対応し、前記第１及び第２基板１００，１１０の
うち少なくとも一つの基板及びこれに付着された偏光板１４１，１４２を含む背面側から
所定厚さのマイクロホール１２０を形成する。
【００９４】
　次いで、前記マイクロホール１２０内に、前記異物１２５が発生した該当の画素領域の
カラーフィルタ層１１２と同じ色相の非透明物質１３５を充填する。
【００９５】
　ここで、前記マイクロホール１２０内に、前記異物１２５が発生した該当の画素領域の
カラーフィルタ層１１２と同じ色相の非透明物質１３５を全て充填する理由は、前記マイ
クロホール１２０の内部に非透明物質／透明物質の二重層を充填する場合、前記透明物質
を通過した側面光が偏光板１４２の除去された領域を通過するので、偏光板を経てない側
面光が異物１２５の発生した周辺画素電極１０６に異常駆動を引き起こすことを防止する
ためである。
【００９６】
　このように、前記非透明物質１３５を形成した後、図６Ｄのような硬化工程を経て前記
非透明物質１３５を硬化させる。
【００９７】
　このマイクロホール１２０の形成には、上述したマイクロホール形成に用いられた方法
が全て適用される。
【００９８】
　本発明に係る液晶表示装置の製造方法は、ＴＮモード、ＩＰＳモードのみならず、多様
な駆動モードに適用可能な方法であり、異物によって誘発される輝点不良をリペア処理す
ることで、不良液晶パネルを良品化することができる。
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　また、本発明に係る液晶表示装置は、輝点に対するリペア処理で、該当の輝点発生部の
画素領域のカラーフィルタ層と同じ色相の非透明物質が対応するもので、ブラック状態で
は輝点が完全に遮断され、ホワイト状態では該当の画素と同じ色相として観察され、使用
者に視感低下を引き起こさず、各隣接画素からリペア処理された画素が識別される現象も
発生しなくなり、視感の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】一般的な液晶表示装置を示した分解斜視図である。
【図２】一般的な液晶表示装置において異物が発生した場合、これをブラック状態で観察
したときの輝点不良を示した平面図である。
【図３】図２の輝点不良部及びその隣接画素を示した断面図である。
【図４】本発明に係る液晶表示装置を示した断面図である。
【図５】本発明に係る液晶表示装置に偏光板を適用したときの断面図である。
【図６Ａ】本発明に係る液晶表示装置の製造方法を示した工程断面図である。
【図６Ｂ】本発明に係る液晶表示装置の製造方法を示した工程断面図である。
【図６Ｃ】本発明に係る液晶表示装置の製造方法を示した工程断面図である。
【図６Ｄ】本発明に係る液晶表示装置の製造方法を示した工程断面図である。
【図６Ｅ】本発明に係る液晶表示装置の製造方法を示した工程断面図である。
【図６Ｆ】本発明に係る液晶表示装置の製造方法を示した工程断面図である。
【図７】本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を示した工程断面図である
。
【符号の説明】
【０１０１】
１００　第１基板
１０６　画素電極
１１０　第２基板
１１１　ブラックマトリックス層
１１２　カラーフィルタ層
１１３　共通電極
１２０　マイクロホール
１２１　非透明物質
１２２　透明物質
１２５　異物
１３０　液晶層
１４１　第１偏光板
１４２　第２偏光板
１５０　マイクロドリル
１６０　第１ノズル
１７０　第１紫外線ランプ
１８０　第２ノズル
１９０　第２紫外線ランプ
１３５　非透明物質
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